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(54) Bezeichnung: Einrichtung zur laserbasierten Vermessung von Werkstiicken, Baugruppen und Werkzeugen

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung befrifft eine Einrich-

tung zur laserbasierten Vermessung von Werksticken, 8
Baugruppen und Werkzeugen wahrend Fertigungsprozes-
sen im Maschinen- und Anlagenbau.

Die Einrichtung zur laserbasierten Vermessung von Werk-
stiicken, Baugruppen und Werkzeugen besitzt einen Laser C E
als Lichtquelle und einen optischen Sensor in Form eines |

CCD- oder CMOS-Matrixsensors sowie mindestens einen
Polarisationsfilter im Strahlengang der Laserstrahlung, wo-
bei die Orientierung des Polarisationsfilters der Orientie-
rung des Laserlichtes entspricht.
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Patentanspriiche

1. Einrichtung zur laserbasierten Vermessung
von Werkstiicken, Baugruppen und Werkzeugen, ei-
nen Laser (1) als Lichtquelle sowie einen optischen
Sensor (2) in Form eines CCD- oder CMOS-Matrix-
sensors aufweisend, wobei sich das zu vermessende
Objekt im Strahlengang (3) des Lasers (1) befindet,
dadurch gekennzeichnet, dass im Strahlengang (3)
des Lasers (1) mindestens ein Polarisationsfilter (5)
angeordnet ist, dessen Ausrichtung der Polarisa-
tionesebene der Richtung der linearen Polarisierung
der Laserstrahlung (3) entspricht.

2. Einrichtung zur laserbasierten Vermessung
nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass im
Strahlengang (3) des Lasers (1) ein weiterer Polari-
sationsfilter (6) angeordnet ist, dessen Ausrichtung
der Polarisationsebene gegeniber der Ausrichtung
der Polarisationsebene des ersten Polarisationsfil-
ters (5) verdreht ist.

3. Einrichtung zur laserbasierten Vermessung
nach einem der Anspriiche 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass ein Farbfilter (7) mit dem Durch-
lassbereich der Wellenlange der Laserstrahlung (3)
im Strahlengang (3) des Lasers (1) angeordnet ist.

4. Einrichtung zur laserbasierten Vermessung
nach einem der vorgenannten Anspriiche, dadurch
gekennzeichnet, dass der optische Sensor (2) in
Form eines CCD- oder CMOS-Matrixsensors gegen-
Uber den Hauptkanten des Messobjektes (4) gedreht
angeordnet ist.

5. Einrichtung zur laserbasierten Vermessung
nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass der
optische Sensor (2) in Form eines CCD- oder
CMOS-Matrixsensors um eine in etwa in Richtung
des Strahlenganges (3) der Laserstrahlung (3) wei-
sende Achse gedreht angeordnet ist.

6. Einrichtung zur laserbasierten Vermessung
nach Anspruch 4 oder 5, dadurch gekennzeichnet,
dass der optische Sensor (2) in Form eines CCD-
oder CMOS-Matrixsensors gegeniiber den Haupt-
kanten des Messobjektes (4) um einen Winkel gréfer
0° und kleiner 45°, bevorzugt um einen Winkel zwi-
schen 4° und 10°, gedreht angeordnet ist.

7. Einrichtung zur laserbasierten Vermessung
nach einem der vorgenannten Anspriiche, dadurch
gekennzeichnet, dass der optische Sensor (2) in
Form eines CCD- oder CMOS-Matrixsensors gegen-
lber der Strahlachse des Lasers (1) geneigt ist.

8. Einrichtung zur laserbasierten Vermessung
nach einem der vorgenannten Anspriche, dadurch
gekennzeichnet, dass im Strahlengang (3) des La-
sers (1) Mittel zur kegelférmigen Auffacherung der
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Laserstrahlung (3) angeordnet sind.

9. Einrichtung zur laserbasierten Vermessung
nach einem der vorgenannten Anspriche, dadurch
gekennzeichnet, dass die im Strahlengang (3) des
Lasers (1) angeordneten Filter (5, 6,7) unmittelbar
vor dem optischen Sensor (2) in Form eines CCD-
oder CMOS-Matrixsensors angeordnet sind.

10. Einrichtung zur laserbasierten Vermessung
nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass der
optische Sensor (2) in Form eines CCD- oder
CMOS-Matrixsensors und die im Strahlengang (3)
des Lasers (1) angeordneten Filter (5, 6,7) in einem
Gehause (8) angeordnet sind, wobei ein Filter (5) das
Einlassfenster flr die Laserstrahlung (3) in das Ge-
hause (8) bildet.

11. Einrichtung zur laserbasierten Vermessung
nach einem der vorgenannten Anspriiche, dadurch
gekennzeichnet, dass die Ausrichtung der linear po-
larisierten Laserstrahlung (3) und mindestens eines
Polarisationsfilters (5) so erfolgt, dass sie in Richtung
einer flr die Vermessung wesentlichen Hauptkante
des zu vermessenden Werkstlckes (4), der zu ver-
messenden Baugruppe oder des zu vermessenden
Werkzeuges liegen.

12. Einrichtung zur laserbasierten Vermessung
nach einem der vorgenannten Anspriiche, dadurch
gekennzeichnet, dass dem optischen Sensor (2) in
Form eines CCD- oder CMOS-Matrixsensors zur Si-
gnalbearbeitung eine Einrichtung zur Regressions-
rechnung nachgeschaltet ist.

Es folgt ein Blatt Zeichnungen



